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Ktoré zahrani¢né pracoviska
spolupracovali pri rieSeni
(nazov, Stat):

TU Ilmenau, Nemecko

TEI Piraeus, Grécko

FU AV CR, Praha, CR

Delong Instruments, Brno, CR

TU Poznan, Polsko

Udelené patenty alebo podané
patentové prihlasky, vynalezy
alebo uzitkové vzory
vychadzajuce z vysledkov
projektu:

Z unikatnej konstrukcie MW CVD reaktora su v procese pripravy prihlasky na dva patenty. (doc.
Bederka)
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V ¢om vidite uplatnenie
vysledkov tohto projektu:

Vysledky rieSenia projektu sa uplatnia najmé v strojarstve, medicine, elektrotechnike a vo
vyskume pri Giprave povrchov materialov a d’alSom vyuziti tenkych vrstiev.

Podpisom zaverec¢nej karty rieSitel’ vyjadruje svoj stihlas ku zverejneniu udajov v nej uvedenych.
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Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia cielov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:

V ramci riesenia cielov projektu sme vyvinuli a optimalizovali technologicky proces pripravy novych
supertvrdych vrstiev na baze uhlika a boru. Deponovali sme prevazne diamantové vrstvy, DLC, CN, TiC, TiN,
TiB, a TiBN vrstvy.

Vybrali sme postup optimélnej metalografickej Gpravy povrchu Ti6Al4V zliatiny pre depoziciu diamantovych
a DLC vrstiev. Vybrali sme vhodny typ biomechanickej uhlikovej vrstvy pre depoziciu na Ti6Al4V zliatinu.
Optimalizovali sme podmienky depozicie z hl'adiska homogenity, adhézie a povrchovej morfologie. Zvysenie
adhézie sme dosiahli ipravou povrchu substratu a zmenou depozi¢nych podmienok.

Vyvinuli sme bezkontaktné in-situ meranie teploty v HF-CVD reaktore.

Vyvinuli, skons$truovali a v rdmci projektu sme vyrobili unikétny ultra-vysokovakuovy MW CVD generator na
depoziciu tenkych diamantovych a DLC vrstiev vyuZzivajici v jednom zariadeni dve technoldgie pripravy
tychto vrstiev - MW plazmu (MW CVD) a Zeravené vlakna (HF CVD). Toto zariadenie skryva v sebe
unikatne rieSenie upevnenia vzoriek na drziaku vzoriek (ohrev, chladenie, meranie teploty, rotaciu). Z tohto
rieSenia vychadza navrh na 2 patenty.

Suhrn vysledkov rieSenia projektu a naplnenia ciel’ov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:

Within the project objectives we have developed and optimized technological process for preparation of new
super-hard thin carbon and boron films. We have mainly deposited diamond thin films, DLC, CN, TiC, TiN,
TiB; and TiBN layers.

We have developed an optimal Ti6Al4V alloy surface metallographic modification for deposition of diamond
and DLC thin films. We have chosen suitable type of biomechanical carbon thin films for deposition on
TI6AI4V alloy. We have optimized deposition conditions in terms of homogeneity, adhesion and surface
morphology. We have achieved the adhesion improvement by substrate surface treatment and changing the
deposition parameter changes.

We have developed and designed non-contact in-situ temperature measurement for HF CVD D1 reactor.

We have developed , designed and produced unique ultra-vacuum technological equipment for deposition of
diamond and DLC thin films with two technologies inside - Microwave and Hot Filament CVD. This
equipment offers unique solution of sample holding in new construction sample holder (heating, cooling,
temperature measurement, rotation). 2 patent subscriptions are on the way.
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